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326,740국내등록▼ 6.1% ▼ 4.4%국내출원 556,436

1,452 54,775
▼7.3% ▼20.1% ▼4.8% ▼0.9%
135,180 135,333

특허 디자인 상표실용신안 특허 디자인 상표실용신안

▼0.2%
237,633

▼23.1%
3,084

▼12.6%
56,641

▼9.4%
259,078

0.6%
실용신안

0.4%
실용신안

특허
42.7%

디자인
10.2%

상표
46.6%

특허
41.4%

디자인
16.8%

상표
41.4%

특허

실용
신안

상표

디자인

심사청구 건205,281 심판청구 건6,432

특허

실용
신안

전년대비

13.3%13.3%
전년대비

16.3%16.3%

202,508

2,773

2,521

55

344

3,512

▼13.1%

▼22.7%

▼24.8%

▼16.7%

▼ 4.4%

▼10.0%
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2018 2019 2020 2021 2022

510,968▲ 4.9%
▲ 6.4%

▲ 9.1%
▲ 6.3%

▼ 6.1%
557,256 556,436

592,615

480,245
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2022년 지식재산권 출원은 전년대비 6.1% 감소하였으며, 등록은 4.4% 감소하였다. 출원 및 등록 감소는 
모든 권리에서 나타났으며, 권리별 출원에서는 실용신안(▼23.1%), 디자인(▼12.6%), 상표(▼9.6%), 특허(▼0.2%) 
순으로 감소폭이 컸으며,  등록에서는 실용신안(▼20.1%), 특허(▼7.3%), 디자인(▼4.8%), 상표(▼0.9%) 순으로 
감소폭이 컸다. 이는 팬데믹 특수 효과 소실 및 국내외 경기 불확실성의 확대로 인한 신규 창업이 감소하는 등 
전반적인 경기침체의 영향으로 해석된다.
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2022년 우리나라의 세계 국제특허 출원(PCT)은 4위(전년동)를 기록하였으며, 세계 국제디자인 출원(Hague)은  
7위(▼1), 세계 국제상표 출원(Madrid)은 10위(▲1)를 기록하였다. 
세계 국제특허 출원(PCT)에서 타국가의 출원 건수는 전년과 비슷하거나 감소한 반면, 우리나라는 전년대비 6.5% 증가하였다. 
세계 국제디자인 출원(Hague)에서는 중국이 '22년 5월에 헤이그 협정에 가입을 하면서 2위로 급부상하였다. 
세계 국제상표 출원(Madrid)에서는 우리나라가 '21년 11위에서 상승하여 Top10 국가에 진입하였다.
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3,086 62,606 10,433 6,816 5,310 88,251기타

237,633 594,339 193,460 1,619,268 289,530 2,934,230관청 합계

17,678 279,753 48,088 43,090 26,874 415,483미국

6,320 44,681 19,041 1,464,605 9,842 1,544,489중국

183,753 40,814 10,367 18,262 7,149 260,345한국

관청별

13,860 76,706 21,576 45,259 218,813 376,214일본

12,936 89,779 83,955 41,236 21,542 249,448유럽

CNIPAEPOUSPTOKIPO JPO 국적 합계

▼1.3% ▲9.7% ▲10.4% ▲3.2% ▲20.4% ▲1.5%

▲14.0% ▼1.3% ▲3.3% ▲1.9% ▲7.5% ▲0.7%

▲3.9% ▲1.0% ▲0.2% ▼3.1% ▲3.1% ▲0.4%

▲0.4% ▼0.5% ▲14.3% ▲2.6% ▲5.0% ▲2.6%

▼2.2% ▲0.6% ▼0.5% ▼3.7% ▼1.6% ▼1.4%

▼7.2% ▲2.8% ▼1.1% ▼17.9% ▼4.3% ▼0.4%

▼0.2% ▲0.5% ▲2.6% ▲2.1% ▲0.1% ▲1.4%

국적별
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2022년 한국인의 자국출원은 전년대비 1.3% 감소한 183,753건이었지만, 미국(▲9.7%), 중국(▲3.2%), 일본(▲20.4%) 및 
유럽(▲10.4%)에 출원한 특허는 오히려 증가하였으며, IP5 국가에 출원한 한국인의 출원건수는 총 260,345건인 것으로  
집계되었다. 또한, 한국특허청에 출원한 외국인 출원 증가율은 미국인(▲14.0%)이 가장 높았으며, 다음으로 유럽인
(▲3.9%), 중국인(▲0.4%)의 순으로 증가하였다.
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베트남

1,229
1.5%

인도
2,639
3.3%

미국

36,909
45.6%

일본
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763

542
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▼ 1.5%

▲ 5.8%

▲ 3.3%

▲ 0.9%

▼ 1.6%

▼ 3.6%

▲14.4%

▼ 6.3%

▲48.1%

▲25.1%

▲ 5.8%
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2021년 한국인이 해외에 출원을 가장 많이한 국가는 미국(36,909건)이었으며, 중국(17,691건), EPO(9,386건)  
순으로 출원을 많이 하고 있는 것으로 나타났다. 이외에 베트남(▲14.4%), 브라질(▲48.1%), 싱가포르(▲25.1%) 및  
기타 국가(▲5.8%)에서 전년대비 큰 폭의 증가율을 보이고 있는데, 이는 한국인이 해외진출을 위한 특허 출원 국가
가 점차 다각화되고 있음을 의미한다.
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※ IPC 분류가 완료된 출원건을 대상으로 함
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2022년 기술분야별 특허출원 건수는 전기공학분야(▲6.1%)에서 크게 증가하였고, 이 가운데 디지털통신(전기공학분야내 
5위)과 반도체(전기공학분야내 4위)의 특허출원 건수가 각각 10.7%, 9.2% 증가하였다.
기구분야에서는 광학(기구분야내 3위)이 8.4%, 화학분야에서는 표면기술/코팅(화학분야내 8위)과 바이오(화학분야내 1위)가 
전년대비 각각 7.8%, 7.5% 증가하였다.
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2022년 지식재산권 출원 및 등록은 전반적으로 감소하였으며, 특히 내국개인, 중소·중견기업을 중심으로 감소하였다. 
이는 대기업에 비해 개인 및 중소·중견기업이 경기 불확실성의 영향에 보다 민감하기 때문에 나타난 현상으로 해석된다.

대기업 중견기업 중소기업 내국개인 외국인 기타

8.6% 7.7% 12.1% 3.7% 4.1%전년대비
증감률

15.7%

61,357 24,728 165,671 177,713 90,207 36,760 

특허

실용신안

디자인

상표

합 계

12,683

3,634

46

44,994

11,578

2,325

49

10,776

81,466

20,762

746

62,697

117,457

23,363

1,814

35,079

30,853

5,169

300

53,885

5,041

1,388

129

30,202

51 39 388 695 164 115 

39,383 18,336 96,968 87,896 63,249 20,908

대기업 중견기업 중소기업 내국개인 외국인 기타

1.4% 1.2% 9.1% 23.5% 41.4%전년대비
증감률

9.4%

실용신안

디자인

합 계

27,609 6,731 32,182 16,376 35,978 16,304특허

7,701 8,885 44,652 51,215 19,850 3,030 상표

4,022 2,681 19,746 19,610 7,257 1,459 

�



기타전기공학 기구 화학 기계

대기업 2,479 27,133 3,738 4,270 6,863 

중견기업 8513,195 1,235 2,063 3,180

중소기업 6,39020,833 10,311 11,831 10,933

내국개인 7,8897,434 3,712 5,149 8,256

외국인 2,25218,998 7,637 16,983 7,270

기 타 10,345 6,178 8,360 3,620 998
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2022년 전기공학 특허비중이 높은 대기업에 비해 중소기업은 전기공학, 화학, 기구, 기계 분야에 걸쳐 비교적 골고루 
특허를 출원하는 것으로 나타났다.

�
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2022년 17개 광역시도에서 출원된 특허는 전반적으로 전기공학 분야에서 특허출원이 많은 것으로 나타났지만, 부산, 
대구, 울산, 경남은 기계분야, 강원, 충북, 전북, 경북은 화학분야 특허출원이 상대적으로 많은 것으로 나타났다.

전기공학 기구 화학 기계 기타

서울특별시

부산광역시

대구광역시

인천광역시

광주광역시

대전광역시

울산광역시

경   기   도

강   원   도

충 청 북 도

 충 청 남 도

전 라 북 도

전 라 남 도

경 상 북 도

경 상 남 도

제주특별자치도

세종특별자치시

24,897 7,676 8,189 7,203 4,358

1,388 941 1,091 1,444 977

1,017 819 790 1,246 615

1,739 823 1,353 1,716 975

772 619 609 753 465

4,262 1,928 2,037 1,628 947

582 337 329 700 182

25,988 7,165 7,812 9,163 6,180

438 588 860 431 357

917 406 1,302 735 469

1,992 938 1,675 1,830 588

703 488 1,305 855 408

1,181 487 773 854 513

1,277 909 1,727 1,671 598

1,239 798 1,277 2,337 780

321 109 250 151 104

226 140 287 135 91
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2.3. 국제 출원 통계 _ 63
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참 고





     

         

      

     

       

     



     

      

     

       

    

       

     

       

            

    

      

      

        

        

 

       

  

        

      

      

         

      

       



      

 

     

          

    

          

    

        

 

       

         

          

   

      

     

      

 

    

      

      

   

    

       

    

   

       

         

          



      

       

     

        

     

       

      

       

     

   

  

     

      

       

      

        

       

     

         

    

    

       



       

      

        

        

         

 

         

        

     

* 특허법 제61조, 실용신안법 제15조(특허법 준용조항), 상표법 제53조, 
디자인보호법 제61조

     

      

           

      

        

    

    

      

※본 통계연보에서는 1차 심사처리기준에 의한 심사처리기간 통계를 사용함

        

     

        

       

       

      

     

         

         

     

※일부심사대상 : 디자인의 물품류 구분 중 제1류(식품), 제2류(의류 및 패션

잡화용품), 3류(여행용품, 케이스, 신변품), 제5류(섬유제품, 인조 및 천연 

시트직물류), 9류(물품운송·처리용 포장 및 용기), 11류(장식용품) 및 제19류

(문구류)에 해당하는 물품



      

      

         

     

    

        

       

     

※특허·실용신안의 이의신청제도는 2006년 3월 3일 특허법 개정에 따라 

무효심판제도로 통합 (2007년 7월 1일 설정등록된 건까지 이의신청제도가 

적용됨) cf) 무효심판

      

       

       

        

    

     

       

         

       

  

        

       

         

        

      

        

        

    



       

      

        

      

   

         

 

        

       

 
      

     

 

         

    

       

        

    

      

         

         

         

     

      

       

   

          

 



     

      

    

     

       

         

        

        

        

      

 

     

   

        

        

   

 

 

   

       

        

    

 

    

   

*8.2.세계지식재산기구(WIPO)IPC-기술분야연계표'를기준으로함



    

       

         

   

      

      

    

 

     

* 단, 특허고객정보에 국가코드정보가 없을 시에는 내국으로 분류

        

* 단, 헤이그, 마드리드의 경우 내국분류일 때 시도구분을 ‘기타’로 분류

       

* 상위 30개(출원, 등록, 존속권리), 상위 25개(심사청구) 국가 이외의 분류 값은 기타로 합산

      

 

* 단, 주민번호가 없거나 부정확한 경우는 기타로 분류

 
     

    

      

   

       

 

  

      

      

       

     



    

        

       

       

       

   

  

   

       

   *8.2.세계지식재산기구(WIPO)IPC-기술분야연계표'를기준으로함

       

       

      

  ※일반상표, 색채만으로 된 상표, 입체상표, 소리상표, 냄새상표, 입체상표/색체상표, 

홀로그램상표, 동작상표, 색채상표, 기타

       

      

  ※상표(40), 서비스표(41), 업무표장(42), 단체표장(43), 지리적표시단체표장(44), 상표/

서비스표(45), 증명표장(47), 지리적표시증명표장(48)

     

   

  

      

  

        

  

   

   

      

     



    

 

 

 

     

     

 

  

 

  

 

   

        

   

    

  

        

 

         

 

   

 

      

 

         

        

    

       

       

         

      

       



    

 

 

      

  

     

    

  

         

 

    

      

   

      

     

     

 

    

      



    

 

 

  ※인용건수 = 전부인용 + 일부인용

    심결건수는 무효처분, 심사전치 등록결정건수 제외한 심결건

 

  

 

      

   

   

  ※(결정계) 기각 및 각하된 심결건수/(당사자계) 취하를 제외한 심결건수

 

 

        

   

    

 

 

       

   

    

 

  

       

        

         

 

 

    

  

  

       

 

    

    



    

      

    

      

    

 

   

* 특허·실용신안의 이의신청제도는 2006월 3월 3일 특허법 개정에 따라 무효심판제도로 통합
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